
Colloid Silica 활기
반도체용 등 적용 다양 … 국산화 개발 시급

Colloid Silica가 실리콘웨이퍼 Polishing 용도로 점차 사용이 증가되고 있다.

실리콘웨이퍼에 사용되는 Colloid Silica의 국내수요는 9 2년 기준 2 6 0톤 정도였으나 9 3년에는 3 5 0톤으

로 2 5 . 7 %의 증가를 보인 것으로 나타났다.

이러한 수요증가는 9 3년부터 포스코휼스가 본격적으로 실리콘웨이퍼 생산에 참여하게 되었기 때문

인 것으로 알려졌다.

현재 Collid Silica는 국내에서 생산이 전혀 이루어지지 않고 전량 수입에 의존하고 있다.

반도체용 Colloid Silica는 D u p o n t에서 공급하고 있는데 이것은 몬산토의 사업을 인수한 것이다.

실리콘웨이퍼 P o l i s h i n g에는 기존에 C F C (프레온가스)가 주로 쓰였으나 환경공해문제로 규제가 실시

됨에 따라 Colloid Silica로 급속하게 대체해가고 있다.

Colloid Silica는 정밀주조용으로도 연간 2 5 0톤 가량 소비되는데 이것은 주로 대만 P Q사 제품이 수입

되고 있다.

그밖에 중방식도료의 바인더용으로도 Colloid Silica가 사용되고 있다.

반도체용에 사용되는 Colloid Silica는 Silica 50%의 고순도 제품으로서 현재 생산기업은 세계적으로

미국 4개사, 일본 3개사, 독일 1개사 등 모두 8개기업인 것으로 나타났다.

정밀주조용에 사용되는 Colloid Silica는 Silica 30%로 세계적으로 보면 일본과 남아프리카에서 대부분

공급하고 있다.

Colloid Silica의 가격은 정밀주조용이 톤당 8 0 0달러에 거래되고 있고 실리콘웨이퍼 P o l i s h i n g용은 톤당

2 2 0 0 ~ 2 5 0 0달러에 거래됨으로써 반도체용이 정밀주조용에 비해 3배가량 고가인 것으로 알려졌다.

한편, 국내에서도 일부 기업이 생산을 시도하거나 사업을 검토한바 있으나 기술과 채산성의 문제로

쉽게 뛰어들지 못하고 있다.

그러나 향후 Colloid Silica는 수요가 계속 증가할 것으로 전망되어 국산개발이 시급한 것으로 지적되

고 있다.
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